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　　　　１１月、１２月も、前号から引き続き合併号といたします。
ISO/TC172/SC1及びSC1/WG1及びWG2　WEB国際会議
令和４年１０月２０日（木）～１０月２８日（金）の期間で、ISO/TC172/SC1、同WG1、WG2関連のWEB国際会議が開催されました。スケジュールは、下記ご参照ください。

[image: image1.png]Date Meeting Time Time zones
Tue, 11" October 2022 | AHG 2 UTC 2:00pm — 4:00pm Time zones
‘Thu, 20" October 2022 | WG 1 UTC 4:00am - 6:00am Time zones
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Time zones





日本からは、ISO/TC172/SC1　松山委員長、WG1吽野主査、WG2　富岡主査、WG1　平井委員、WG2　上田委員、事務局　茂木が出席いたしました。
下記に、松山委員長の報告書の抜粋を添付いたします。
<概要>
 SC1 JISC代表として、10/28のSC1 Plenary Meeting および、10/20のWG1単独会議、10/24、25のWG1&WG2合同会議、10/27のWG2単独会議に参加した（日付は何れもUTC）。ここではPlenary Meetingを中心に報告する。Pメンバーは、SC1議長の米国、新規Pメンバーのロシアを含めて13ヵ国（ベルギー、中国、フランス、ドイツ、インド、日本、韓国、ナイジェリア、ルーマニア、ロシア、スイス、英国、米国）だが、今回のPlenary meetingへの参加は計6ヵ国に留まった。国別の出席人数では、米国４名、ルーマニア1名、英国1名、ドイツ5名、日本6名、スイス1名であった。また、SC3のリエゾンとして日本から徳田氏が参加した。SC1の議長のRichie Youngworth氏は入院のため欠席となり、米国のPaul Murphy氏が議長を代行した。
 会議では、行動規範の確認後Secretary reportとしてISO/TC 172/SC1の現状、この一年の活動内容、ISO指令更新内容等が新しくSC1のcommittee manager supportとなったドイツのPaul Vincze氏から報告された。
 続いて、今回の一連のWG1、WG2、およびWG1＋WG2合同会議の議論の内容と決定事項が報告され承認された。また、WG3および、AHG2の活動報告がされ、各議決内容が承認された。
<討議および決定内容>
i. Report of Secretariat: Committee manager supportのPaul Vinczeから報告。
· 現状のSC1の構成
1 Committee Manager: Clara Engesser　(ドイツ)

2 Chair (until 2024): Dr. Richard Youngworth (米国)
3 WG1 (General optical test methods) Convener: Eckhard Langenbach （スイス）
4 WG2 (Preparation of drawings for optical elements and systems) Convener: Richard Youngworth (米国)

5 WG3 (Environmental test methods) Convener: Michel Honlet (ドイツ)

6 Ad hoc Croup 2(SC 1 standards related to photography) Convener: David Aikens(米国)

· 参加国
1 Participating countries (13): ロシアが新規
· ベルギー、中国、フランス、ドイツ、インド、日本、韓国、ナイジェリア、ルーマニア、ロシア、スイス、英国、米国
2 Observing countries (11)：フィリピンが新規
· オーストリア、ブルガリア、チェコ、イラン、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、サウジアラビア、セルビア、スロバキア、スペイン
ii. WG1会議報告: Eckhard Langenbach (スイス)
· 10/20に開催されたWG1会議の内容を報告
1 ISO/PWI 6319 “Optics and Photonics – Veiling glare, stray light and ghost reflections” ⇒　ISO 9358の改訂として進めることが決定された。PLが不参加だったため、各国のコメントを確認するに留まった。現状のPWI原稿では、ISO 9358に対する大きな変更は“Point Source Transmission Function”の追加に留まるため、議論の結果、ISO/PWI 6319をキャンセル、ISO/PWI 9358として検討を継続することに決定された。スコープには多少の修正を加える。
2 Systematic Review of ISO 15795:2002 “Optics and optical instruments — Quality evaluation of optical systems — Assessing the image quality degradation due to chromatic aberrations” ⇒　規格として今後5年間の継続が決定された。
3 Systematic Review of ISO 11421:1997 “Optics and optical instruments — Accuracy of optical transfer function (OTF) measurement” ⇒　規格の改訂を行うことが決定された。ドイツの指摘は、25年前に策定された規格のため、センサーとして現在主流になっているCCD/CMOSの特性が反映されていないということ。特に露光時間と出力値の非線形性のため、MTF計測で数パーセントの誤差が発生するというデータが示された。【コメント】日本からexpert参加。人選必要。
4 Systematic Review of ISO 9334:2012 “Optics and photonics — Optical transfer function — Definitions and mathematical relationships” ⇒　規格として今後5年間の継続が決定された。
5 Systematic Review of ISO 9335:2012 “Optics and photonics — Optical transfer function — Principles and procedures of measurement” ⇒　規格の改訂を行うことが決定された。ドイツの指摘は、上記ISO 11421と同様、センサーに関する記述が古いということ。【コメント】日本からexpert参加。人選必要。
6 Systematic Review of ISO 8478:2017 “Optics and photonics — Environmental test methods — Part 22: Combined cold, dry heat or temperature change with bump or random vibration” ⇒　規格として今後5年間の継続が決定された。
iii. WG1+ WG2合同会議報告: Eckhard Langenbach (スイス)
· 10/24, 10/25に開催されたWG1+ WG2合同会議報告
1 ISO/WD 10110-5 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 5: Surface form tolerances” ⇒　プロジェクトを一旦キャンセルして再スタートすることが決定された。引き続き日本からWG2主査がCo-project-leaderとして参画。【コメント】JISC内でも議論となったdefault of 10110-11採用の件だが、3/ indicationが完全未記載の際にdefault of 10110-11を採用することで方向付けとなった。本件は、ISO10110-11の中でも討議された。PVとPVrについての議論については国際会議の前に、Paul Murphy氏とも個別に討議しており、PVrをDefault化するというより、3/A(B)のBの評価の際、PV評価法や測定器指示が無い場合にはPVrを使っても良いようにしたとのこと。これであればJISCもAgreeと伝えた。PVrのDefault化よりはトーンダウンしたが、今後の記載内容を注視していく必要はありそう。PVrの議論の中でPV％という新たな評価法がクローズアップされた。
2 ISO/WD 14999-4 “Optics and photonics — Interferometric measurement of optical elements and optical systems — Part 4: Interpretation and evaluation of tolerances specified in ISO 10110” ⇒　プロジェクトを一旦キャンセルして再スタートすることが決定された。【コメント】日本は前回多くのtechnicalコメントを出したが、原稿ではほぼ全面的に主張が反映されていたため、今回は1件のeditorialコメントに留めた。ISO/WD 10110-5との整合性に関しては、再度全体を見渡して、重要性の高いものから次回以降で指摘していく。昨年問題となったPVとPVｒの扱いに関しては、米国がこれまでの主張（PV値をPVrで置き換えるべき）をトーンダウンさせ、日本の主張（基本はPV）に対する理解が広がってきた。一方で英国から、触針式の評価で用いられるPV99を文書に含めるべきとの意見が出され、米国も賛同しているので、今後その流れになると思われる。
3 ISO/DIS 10110-16 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 16: Diffractive surfaces” ⇒　各国からのコメントに応じPLが12/31までに改訂版作成。2023/2/15までにFDIS。【コメント】日本はＤＯＥの機能面を指示する言葉として日本は図面用語に統一すべきと主張したが、図面用語との整合性確保と定義の明確化を条件にFace viewに代わりFace surfaceという言葉を使うこととなった。
4 Systematic Review of ISO 10110-7:2017 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 7: Surface imperfections” ⇒　規格として今後5年間の継続が決定された。但し次回ＳＲ前の早い時期に改訂の検討を開始する。
5 Systematic Review of ISO 14997:2017⇒　規格として今後5年間の継続が決定された。但し次回ＳＲ前の早い時期に改訂の検討を開始する。
iv. WG2会議報告: Paul Murphy (米国)がConvenerのRichie Youngworthに代わり報告
· 10/27に開催されたWG2会議報告
1 ISO/WD 10110-6 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 6: Centering tolerances” ⇒ 2023/2頃に、今回討議・方向付けを反映したCDが配布される予定。【コメント】日本からのCommentで、DatumとDatum Featureが本来の意味とは違う意味で使われているという件は、PLs側でも再度調査等を行い、JISC側のCommentを理解してもらった。また、JISCは素晴らしい問題提起をしてくれたと感謝の意を示していた。

2 ISO/CD 10110-11:2016 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 11: Non-toleranced data” ⇒ 2023/2頃に、今回討議・方向付けを反映したCDが配布される予定。【コメント】Effective aperture to part edgeについては、現Default規格が厳しすぎることを確認。Default規格としては径方向80%とすることで方向づけとなった。Part 1での記載とも矛盾するので、Part1側も今後修正することになると思われる。Part 5との整合性については、3/が全く規定されていない場合に、Part 11のDefault規格を適用するという方向付けとなった。
3 Systematic Review of ISO 10110-17:2004 “Optics and photonics — Preparation⇒今回はConfirmとする。本ISは、SC9で扱っているISO 21254-1と-2と関連性が高いため、ISO 21254-1と-2が改定された際には、ISO 101110-17の見直しに向けたPJを立ち上げて検討することになる。

v. WG3活動報告: Michel Honlet (ドイツ)が報告
· 2022/4に開催されたWG3会議とWG3活動内容について概略報告
vi. Ad-Hoc group 2 "SC 1 Standards related to photography" 活動報告：David Aikens(米国)が報告
· ISO/TC 42 "Photography"にて扱うのが適当であろうSC1関連の規格およびTC42とのオーバーラップを調査完了。関連するISOは以下。⇒　これらについて、Committee ManagerとLiaison代表となったDavid AikensがISO　TC 42に2023/4/1までにコンタクトし対応を検討することを決定。AHG2としての活動は終了。

vii. 次回国際会議について
· 次回は対面での会議を2023秋に米国にて行う方向で議論されたが、ワクチン未接種者の入国規制等も勘案し、2023年春以降に開催場所と形態を決定することとなった。
viii. その他
· WG2のConvenerに関して、本来であれば任期満了であるが、Richie Youngworth(米国)が３年延長して活動してもらうことを決定。
令和４年度【後期】技能検定の準備作業終了
　　令和４年９月２日（金）と令和４年１１月１１日（金）の２日間で、港区芝公園の機械振興会館会議室において、令和３年度後期技能検定「光学機器組み立て作業」の実技試験で使用する器材の点検が行われました。
この日は、光学各社（オリンパス、キヤノン、トプコン、ニコン）より推薦された５名の技能検定委員の方々により、ガラス部品・備品・副資材等を中心に入念な点検が行われました。
令和３年度【後期】技能検定　首席・事務局会議開催
及び実技試験実施について
　　令和４年１１月２９日（月）午前、千代田区内神田　東京都産業労働局神田庁舎会議室にて、令和４年度後期技能検定　首席技能検定員・事務局会議が開催されました。当協会からは、中丸首席技能検定員及び事務局長が出席いたしました。
会議では、冒頭委嘱状の交付が東京都職業能力開発協会より行われ、その後技能検定試験に関する様々な注意事項の説明が行われました。

同日の午後、港区芝公園の機械振興会館会議室において、水準調整会議が開催されました。技能検定関連各社（キヤノン㈱、㈱トプコン、オリンパス㈱、㈱ニコン）の事務局及び技能検定委員が参加しました。
また、今年度の東京都における「光学機器組立て作業の実技試験」は、１２月３日（土）、４日（日）、１０日（土）、１１日（日）の４日間に実施されました。
　１級１２人、２級１３人、合計２５人の方が受験しました。
令和４年９月生産・出荷統計

	
	生　　産
	受　入
	出　　荷
	月末在庫

	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	販　売
	その他
	数　量

	
	
	
	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	

	デジタル

カメラ
	201,455
(1.51)
	10,379
(1.44)
	326,204
(1.51)
	204,476
(1.14)
	15,153
(1.16)
	323,400
(1.66)
	154,431
(1.13)

	フィルム

カメラ
	6,511
(1.05)
	8,402
(1.12)
	7,356
(1.20)
	7,217
(0.78)
	9,180
(0.80)
	5,802
(1.12)
	11,587
(0.85)

	交換レンズ


	162,573
(0.91)
	12,198
(1.11)
	361,784
(1.58)
	316,356
(1.11)
	18,604
(1.23)
	224,268
(1.70)
	963,630
(1.18)

	光学・精密

測定機
	30,438
(0.94)
	7,332
 (1.36)
	-
	35,706
(1.26)
	7,675
(1.36)
	-
	82,314
(1.29)

	光分析機器


	15,312
(1.00)
	27,297
(1.16)
	-
	15,568
(1.00)
	29,129
(1.20)
	-
	9,300
(1.06)

	測量機


	 3,604
(0.69)
	680
(0.78)
	-
	12,856
(0.89)
	1,873
(0.98)
	-
	8,295
(1.62)

	合　計


	  -    


	66,288
(1.20)
	-
	-


	81,614
(1.14)
	-
	-




(　　　)内は、前年度比
令和４年１０月生産・出荷統計

	
	生　　産
	受　入
	出　　荷
	月末在庫

	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	販　売
	その他
	数　量

	
	
	
	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	

	デジタル

カメラ
	184,444
(1.17)
	9,795
(1.19)
	310,754
(1.19)
	167,775
(1.18)
	12,124
(1.13)
	307,695
(1.23)
	174,159
(1.06)

	フィルム

カメラ
	7,351
(1.07)
	8,705
(1.02)
	6,674
(1.05)
	5,890
(0.90)
	6,955
(0.84)
	6,617
(1.13)
	13,105
(0.90)

	交換レンズ


	160,726
(0.92)
	12,248
(1.13)
	348,957
(1.37)
	280,243
(1.05)
	17,684
(1.11)
	219,557
(1.53)
	972,190
(1.16)

	光学・精密

測定機
	30,361
(0.91)
	5,751
 (1.01)
	-
	31,309
(0.90)
	5,787
(1.14)
	-
	83,126
(1.28)

	光分析機器


	15,663
(1.14)
	22,717
(1.18)
	-
	15,528
(1.13)
	22,154
(1.17)
	-
	9,652
(1.09)

	測量機


	 3,646
(0.86)
	652
(1.00)
	-
	9,714
(1.06)
	1,833
(1.36)
	-
	8,184
(1.46)

	合　計


	  -    


	59,868
(1.13)
	-
	-


	66,537
(1.11)
	-
	-




(　　　)内は、前年度比

注） 「受入」:調査期間中に工場または倉庫に次の事由により受入れられた製品の数量

（1） 他企業から購入したもの(輸入を含む)

（2） 同一企業内の他工場から受入れたもの

（3） 委託生産品及び委託加工品を委託先の工場から受入れたもの

（4） 返品(戻入れ)されたもの　
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